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SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
REDUCCION TASA PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. Identificacién del Tramite
PATENTE DE INVENCION | | PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD
2. Identificacion del beneficiario
[jo6 Persona Natural | | Persona Juridica

a) En el caso de ser una Persona natural y carecer de medios econdmicos V por tanto aplique la
reducciéon de tasas a la que se refiere la resolucién vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud

bajo la gravedad dejuramento.

b). Micro, pequefias y medianas empresas | | d) . Entidades sin animo de lucro
c). Universidades publicas o privadas [ 1 e) . Universidad extranjera en Cotitularidad
f). Certificado Aula Propiedad Industrial (API) | g). Certificado CIGEPI o CATI | |
3. Datos del Nombre / Nom bré razén social IDENTIFICACION
Beneficiario taitér'viP r
pireccion  fv . 4 Apk- [~] C.C. CUnit
Teléfono: n . é 1 1CE 0o tro
Nacionalidad o Domicilio: ov O NURI
Ciudad
Correo elec}\rénic_o f th h Numero:
ahrriid’ r F -
Anexos
Micro, pequefias y medianas Universidades publicas o privadas Entidades sin A&nimo de lucro
empresas / extranjera en cotitularidad
] Copia de registro vigente en
L L . . Céamara de comercio.
Copia simple de la declaracion de Copia acto de reconocimiento . Hoia. de informacion
renta del afio inmediatamente institucional ~ emitido  por el T | )
anterior, o0 en su defecto prueba Ministerio de Educacién complementaria.

documental idonea Otros, especificar

[*Documento de constancia de reconocimiento

cumplimiento con lo establecido en institucional universidad
la ley 905 de 2004 extranjera
y n A
Nombre del Firmante n - 77N
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